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Zalacznik nr 2 do SWZ — Opis przedmiotu zaméwienia

A. Nazwa Urzadzenia.

Urzadzenie do litografii laserowej typu grayscale

B. Glowne zastosowania Urzadzenia.

Urzadzenie pozwalajace na bezposrednie odwzorowywanie ksztaltow 2,5D w fotorezyscie za pomoca
szaroodcieniowej litografii laserowej (grayscale lithography). Urzadzenie umozliwia precyzyjne definiowanie
wzorow na plaskich podtozach o $rednicy do 8 cali. Urzadzenie umozliwia wykonanie procesow z
centrowaniem, pozwalajac na precyzyjne dopasowanie struktur na podtozu.

C. Przedmiot zaméwienia wraz ze wszystkimi elementami wyposazenia dodatkowego, w jakie powinno
by¢ wyposazone Urzadzenie. Cze$ci skladowe Urzadzenia/systemu (jesli mozliwe jest ich
wyodrebnienie). Spis cze$ci i materialéw eksploatacyjnych, z ktérymi ma by¢ dostarczone Urzadzenie.

1.  Gtoéwna jednostka procesowa.
2. Oprogramowanie do zarzadzania urzadzeniem i procesami.
3. Dokumentacja techniczna urzadzenia i inne.

D. Minimalne akceptowane parametry techniczne (zarowno samego Urzadzenia, jak i elementow
wyposazenie dodatkowego), jakie powinno spelnia¢ zamawiane Urzadzenie.

1. Gtoéwna jednostka procesowa.
a. Urzadzenie musi umozliwiaé¢ naswietlanie na podtozach o wymiarach od 5x5 mm do 230x230
mm.
b. Urzadzenie musi umozliwia¢ naswietlanie na podtozach transparentnych i nietransparentnych o
grubosci od 100 mikrometrow do 10 mm.
C. Urzadzenie musi umozliwia¢ naswietlanie obszaru o wymiarach do 200x200 mm.
Metoda mocowania podtozy: podsys proézniowy.
e. Urzadzenie musi umozliwia¢ doktadne pozycjonowanie podtozy potprzewodnikowych okragtych
w standardzie SEMI o $rednicach 2, 3, 4, 6 1 8 cali oraz kwadratowych masek fotolitograficznych
o boku 2,5 (stownie: dwa i pot), 4, 5, 7 oraz 9 cali za pomocg dotaczonych konfigurowalnych
pinow lub dotaczonych pozycjonerdw.

e

f.  Urzadzenie musi by¢ wyposazone w pasywny lub aktywny system antywibracyjny.

g. Zmotoryzowany automatyczny posuw w osiach X, Y i Z enkodowany z doktadnosciag 10nm lub
WYZSZ3.

h. Zrodlo $wiatha: laser o dtugosci fali 405 nm oraz mocy 300 mW lub wyzsze;j.

i. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w procedur¢ automatycznej korekcji ostrosci (autofocus) w
zakresie 80 mikrometrow lub szerszym, przeprowadzang w sposob eliminujacy ryzyko
przypadkowego naswietlenia fotorezystu.

j. Metoda realizacji korekcji ostroéci: optyczna oraz pneumatyczna, wybor metody dokonywany
przed procesem przez operatora.

k. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w kamere cyfrowg umozliwiajgcg obserwacje podtoza.

I.  Urzadzenie musi umozliwia¢ manualne i automatyczne centrowanie top-to-top z doktadnoscia
0,5 mikrometra lub wyzsza.

m. Urzadzenie musi umozliwia¢ manualne i automatyczne centrowanie top-to-bottom z
doktadnoscia 1 mikrometr lub wyzszg.

n. Urzadzenie musi umozliwia¢ naswietlanie struktur 2,5D (grayscale lithography) z co najmniej
1000 poziomami wysokos$ci podczas pojedynczego procesu.

0. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie stabilnych
warunkow naswietlania.

p. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w co najmniej dwie wymienne glowice naswietlajace - zgrubna
i doktadna:

i. Glowica zgrubna musi umozliwia¢ naswietlanie struktur o wymiarze krytycznym 800nm
lub mniejszym, z tolerancja wymiaru krytycznego lepsza niz 80nm. Glowica musi
umozliwiaé szybkoéé naswietlania 30mm?%min lub wyzsza. Glebia ostroéci: 5
mikrometrow lub wyzsza.

ii. Glowica doktadna musi umozliwia¢ naswietlanie struktur o wymiarze krytycznym
300nm lub mniejszym, z tolerancja wymiaru krytycznego lepsza niz 80nm. Glowica
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musi umozliwia¢ szybko$¢ naswietlania 2mm?/min lub wyzsza.
g. Dawka musi by¢ regulowana w sposob automatyczny, bez koniecznosci r¢cznej wymiany filtrow.

2. Oprogramowanie do zarzadzania urzadzeniem i jednostka sterujaca.
a. Oprogramowanie umozliwiajgce sterowanie wszystkimi modutami urzadzenia i procesami, w tym
cO najmniej:
i. Wezytywanie wzoréw z plikow o rozmiarach do 8GB. Oprogramowanie musi
obstugiwac pliki o formatach: GDSII, DXF, BMP, STL, XYZ ASCII

ii. Swobodne rozmieszczanie wzoréw na wybranym podtozu

iii. Tworzenie macierzy wzorow

iv. Przypisywanie r6znych dawek naswietlania do réznych warstw i obszarow wzoru

V. Przetwarzanie map wysokosci z plikow na mape dawek na bazie krzywej kalibracyjne;j
(contrast curve)

vi. Korekcje ksztattow (shape-PEC) lub dawki (dose-PEC) w celu doktadnego
odwzorowania wymiarow z pliku

vii. Manualng i automatyczng kalibracje przed- i $rodprocesowg
viii. Kontrole jakosci naswietlania (szeroko$¢ linii, jako$¢ krawedzi, doktadnosé
centrowania)

ix. Automatyczng generacj¢ i naswietlanie struktur optycznych takich jak mikrosoczewki,
hologramy, metastruktury czy siatki dyfrakcyjne z zadang wielkoscig piksela i krzywa
kalibracyjng na bazie pliku graficznego, z optymalizacja rozmieszczenia struktur,
wielkosci plikdw 1 czasu naswietlania.

X. Dokumentowanie pracy (logowanie).

b. System operacyjny: zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional PL 64-bit lub
rownowazny. Parametry rownowaznosci:

i. Zainstalowany system niewymagajacy recznego wpisywania klucza licencyjnego i aktywacji
za pomocg telefonu lub internetu;

ii. Pelnaintegracja z domeng Active Directory MS Windows (posiadang przez Zamawiajgcego)
opartg na systemie Windows Server 2012;

iii. Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows
(posiadang przez Zamawiajacego), WMI;

iv. Pelna integracja z VPN FortiClient, Microsoft Office 365, Exchange 2019;

V. Graficzny interfejs w jezyku polskim i/lub angielskim

vi. Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie mogg by¢ realizowane z zastosowaniem wszelkiego
rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 11;

vii. W przypadku systemu operacyjnego rownowaznego nalezy podac jego nazwe w ofercie oraz
zalaczy¢ oswiadczenie i dokumenty potwierdzajace rownowazno$¢ systemu operacyjnego
(dokumenty te stanowig integralng oferty i nie podlegaja uzupehieniu).

viii. Odzyskiwanie systemu operacyjnego: partycja recovery lub dotgczony nosnik zewngtrzny,
umozliwiajacy przywrocenie systemu operacyjnego do stanu poczatkowego.

iX. W przypadku braku mozliwos$ci dostarczenia komputera z systemem operacyjnym opisanym
powyze] zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uzycia komputera posredniczgcego w
komunikacji z urzadzeniem spetniajagcego opisane wymagania.

€. Jednostka sterujgca
i. Komputer lub zestaw komputerow do sterowania urzadzeniem dostosowany do pracy w
laboratorium czystym (clean-room) i obstugi w rekawiczkach.

ii. Karta sieciowa: wbudowana ze ztagczem RJ-45 1000 Mb/s z obstuga IEEE 802.1x.

iii. Klawiatura w uktadzie ANSI US QWERTY

iv. Monitor o przekatnej co najmniej 24”.

3. Dokumentacja techniczna urzadzenia i inne.

a. Bezterminowa licencja do petnego wykorzystania urzadzenia i jego funkcji do zastosowan zaréwno
naukowych, badawczo-rozwojowych oraz komercyjnych.

b. Komplet dokumentacji do Urzadzenia w jezyku polskim i/lub angielskim, w tym instrukcja obstugi,
pelne schematy elektryczne, optyczne, mechaniczne i systemu prozniowego urzadzenia oraz
instrukcja obstugi oprogramowania dostarczonego wraz z Urzadzeniem.

c. Dokumentacja z pkt. 6b musi by¢ dostarczona w wersji drukowanej (na papierze przystosowanym
do laboratorium typu clean-room) oraz w wersji cyfrowej. Pliki cyfrowe powinny by¢ dostarczone
na potprzewodnikowym noséniku danych (np. pendrive lub zewng¢trzny dysk SSD).

d. Stot systemowy do laboratorium clean-room (ISO 4) o wymiarach co najmniej 150 x 70 x 80 cm
(szer. x gleb. x wys.) — 1 szt.

e. Krzesto obrotowe do laboratorium clean-room (ISO 4) — 2 szt.
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f.  Transport, wniesienie oraz ustawienie w odpowiednim miejscu jest po stronie wykonawcy.
Gwarancja na czas bezawaryjnej pracy urzadzenia — 12 miesigcy. Gwarancja obejmuje czgsci
zamienne i materialy zuzywalne oraz niezbgdne roboczogodziny na miejscu w zaleznosci od
zaistnialego zdarzenia. Gwarancja obejmuje jednorazowa prewencyjng akcje serwisowa przed
koncem okresu gwarancji.

h. Wykonawca zapewnia dostep do czeSci zamiennych do urzadzenia przez co najmniej 7 lat od
dostarczenia urzadzenia.

E. Nietypowe parametry Urzadzenia i/lub jego wyposazZenia istotne ze wzgledu na sposéb uzytkowania,
czy instalacje. Wymagania co do wymiarow i wagi Urzadzenia.

1. Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z klasa czysto$ci pomieszczenia ISO 4 (zgodnie z 1ISO-14644-1).

2. Wymiary poszczegdlnych elementow Urzadzenia musza umozliwia¢ ich transport wewnatrz budynku do
miejsca instalacji Urzadzenia przez drzwi o wymiarach otworu: szerokos¢ 157 cm i wysoko$¢ 205cm.

3. Wymiary Urzadzenia w stanie gotowym do pracy musza uwzglednia¢ wysokos¢ przestrzeni migdzy sufitem
podwieszanym i podniesiong podtoga, ktéra wynosi 270cm.

4. Wymiary zmontowanego Urzadzenia wraz z jego strefg serwisowg musza miesci¢ si¢ wewnatrz
wyznaczonych linii ograniczajacych powierzchni¢ posadowienia Urzadzenia zaznaczonych na planie
rozmieszczenia urzgdzen (miejsce posadowienia Urzgdzenia opisane w punkcie ).

5. Maksymalna waga Urzadzenia musi uwzglednia¢ przyjete maksymalne obcigzenie uzytkowe wynoszace
5 kN/m?2,

6. Sposob montazu elementow wyposazenia Urzadzenia musi by¢ przeprowadzony w sposob minimalizujacy
przenoszenie drgan na konstrukcj¢ budynku.

7. Wykonawca musi dysponowaé laboratorium wdrozeniowym, w ktérym testuje i opracowuje nowe
technologie, ktorego wyniki sg dostgpne dla klientow kupujacych urzadzenia, ktorych te technologie dotycza.
8. Laboratorium wdrozeniowe Wykonawcy Urzadzenia musi takze oferowa¢ wsparcie technologiczne, a w
przypadkach opracowywania przez Zamawiajacego nowych technologii petni¢ role partnera na podstawie
sformutowane;j na t¢ okoliczno$¢ umowy o wspotpracy.

F. Parametry techniczne instalacji i mediéw technicznych dostepne w miejscu instalacji Urzadzenia.

W pomieszczeniu instalacji 3.33 przewidziano nastepujace media:

e centralny N, — azot gazowy

e centralne sprezone powietrze CDA

e centralna proznia - (nie dla celow realizacji procesow technologicznych, ale np. dla manipulatorow
/chwytakéw podcisnieniowych)

G. Kryteria odbioru Urzgdzenia. Minimalne wymagania na uzyskane rezultaty w testach Urzadzenia
u Producenta i po zainstalowaniu, wraz ze zdefiniowaniem metod pomiarowych, materialéw uzytych
do pomiar6w oraz parametrow urzadzen pomiarowych uzytych do testow.

Odbiér Urzadzen jest dwuetapowy. Etap pierwszy polega na wykonaniu ponizszych testow u Producenta z
wylaczeniem testow bedacych procesami technologicznymi. Etap drugi polega na wykonaniu ponizszych
testOw po zainstalowaniu Urzadzen w miejscach wskazanych w rozdziale H.

Etap | — testy fabryczne

W ramach testu akceptacyjnego, przed wysytka urzadzenia z miejsca produkcji, zostanie przeprowadzone
sprawdzenie poprawno$ci dziatania wszystkich uktadéw i elementéw Urzadzenia poprzez przeprowadzenie
testow sprawdzajacych wedlug norm producenta oraz nastgpujace testy:

- sterowanie procesami i urzadzeniem przez oprogramowanie;

- zatadunek standardowych podt6z krzemionkowych o $rednicy 8 cali;

- bezkolizyjny ruch stolika w petnym zakresie w osiach X-Y;

- dziatanie systemow bezpieczenstwa;

- procedury serwisowe (np. wymiana stolikow i uchwytow)

- centrowanie top-top-top oraz top-to-bottom

- naswietlanie, wywotanie i obserwacja wzoru testowego 2D

- naswietlanie, wywolanie i obserwacja wzoru testowego 2,5D. Dopuszczalna odchytka wysokosci wzoru dla
glebokosci modulacji 5 mikrometréw: mniejsza lub réwna 5%.

Etap Il (po zainstalowaniu Urzadzen):

W ramach testu akceptacyjnego zostanie przeprowadzone sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich
uktadow i elementow Urzadzen poprzez przeprowadzenie testow sprawdzajacych wedtug norm producenta
0raz nastgpujace testy:

- sterowanie procesami i urzadzeniem przez oprogramowanie;

- zaladunek standardowych podt6z krzemionkowych o $rednicy 8 cali;

- bezkolizyjny ruch stolika w petnym zakresie w osiach X-Y;
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- dziatanie systemow bezpieczenstwa;

- procedury serwisowe (np. wymiana stolikow i uchwytow)

- centrowanie top-top-top oraz top-to-bottom

- naswietlanie, wywotanie i obserwacja wzoru testowego 2D

- naswietlanie, wywolanie i obserwacja wzoru testowego 2,5D. Dopuszczalna odchytka wysokosci wzoru dla
glebokosci modulacji 5 mikrometréw: mniejsza lub rowna 5%.

Testy te muszg zosta¢ przeprowadzone na podtozach krzemionkowych o $rednicy 8 cali lub maskach o boku 9
cali, na fotorezyscie grubosci co najmniej 200 nm.. Materiaty do testow (podltoza pdtprzewodnikowe, emulsja
$wiatloczuta, wywolywacze) musza zostaé dostarczone przez Wykonawce Urzadzenia. Do pomiaréw
spetnienia przez Urzadzenie testow akceptacyjnych moga zosta¢ wykorzystane urzadzenia pomiarowo-
diagnostyczne znajdujace si¢ poza miejscem instalacji Urzadzenia.

H. Dokladne miejsce dostawy, instalacji i uruchomienia Urzadzenia.

Centrum Zaawansowanych Materiatow i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa,
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I. Zakres przeprowadzenia instruktazu.

Zakres instruktazu obejmuje:
1) Obstuga Urzadzenia, w tym programu sterujacego i warunkow bezpieczenstwa.
2) Biezace prace serwisowe i konserwacja techniczna Urzadzenia oraz identyfikacja i raportowanie

bigdow.
3) Pigciodniowy instruktaz aplikacyjny po instalacji, dla 3 osob, ktore obejmuje co najmniej
zagadnienia:
a. Przygotowanie procesu technologicznego litografii grayscale.
b. Przygotowanie materialow zuzywalnych do procesow.
c. Kalibracja urzadzenia.
d. Dobor dawki i glebi ostroscei.
e. Projektowanie i interpretowanie naswietlan testowych.
f.  Wyznaczanie krzywej kalibracyjnej (contrast curve).
g. Centrowanie top-to-top.
h. Centrowanie top-to-bottom.
i. Naswietlanie struktur o zmiennej dawce promieniowania.
j.  Osiagnigcie procesu o rozdzielczosci 600nm na catej powierzchni podtoza procesowego.
k. Szkolenie odbgdzie si¢ w terminie ustalonym pomiedzy Zamawiajacym a Dostawca, W

laboratorium Zamawiajacego i na dostarczonym Urzadzeniu.
Instruktaz i szkolenie to musi by¢ przeprowadzone przez osobe z do§wiadczeniem w zakresie procesow
litografii laserowe;j.

J. Prawo opcji

1. Pakiet oprogramowania umozliwiajacy generacj¢ w posiadanym przez zamawiajacego oprogramowaniu
GENISYS Beamer plikow litograficznych kompatybilnych z dostarczonym urzadzeniem.
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